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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

リソグラフィを通じてSi基板上に所望の形状を作製し、それを金属ガラスに精密転
写する1)ことで種々の機能特性を金属ガラス表面に付与することがこれまで行われ
ている。この技術は今後、金属ガラスの応用展開を大きく切り開いていく重要な手
法の1つに位置づけられると考えられる。今回、金属ガラスインプリント用のSiモー
ルドを作製するため、東北大学の設備を利用し、リソグラフィを通じてモールド表
面に回折格子状の周期パターンを形成することを試みた。

実験
Experimental

LayoutEditorを用いて周期パターンを有するライン＆スペースを作図した。その後、
Si基板上にレジストを塗布し、MLAを用いて描画を行った。現像後、ディープエッ
チングならびにレジストの除去を行い、Si基板上に周期パターンを形成した。

結果と考察
Results and Discussion

今回、数μmの間隔で並んだライン＆スペースの周期パターンをSi基板上に作製す
ることに成功した。今後、Pd系金属ガラスを過冷却液体温度域まで加熱後、回折格
子状のパターンを金属ガラス上にインプリントを通じて転写することで、ハイアス
ペクト比を有する金属ガラス回折格子の作製を試みたい。
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Fig. 1 Outer appearance of Si mold
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